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内容概要

LTPS是新一代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）的制造工艺，与传统的非晶硅显示器最大差异在
于LTPS反应速度较快，且有高亮度、高清晰度等优点。
    本书共分三部分，第1部分介绍LTPS结构，第2部分介绍低温多晶硅技术开发与现状，第3部分介绍新
一代显示技术开发。
本书以简明易懂的语言将低温多晶硅特性与结构及应用完整地呈现在读者面前，内容包括低温多晶硅
的特性与结构，低温多晶硅的可靠性，LTPS氧化层技术，LTPS多晶硅成膜技术，LTPS离子注入技术
，低温多晶硅面板开发现况，低功耗显示技术，有源有机电致发光显示技术等。
    本书可作为相关专业领域的研究开发人员、技术人员的参考用书，亦可供大学相关专业高年级学生
及研究生参考。
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编辑推荐

《低温多晶硅(LTPS)显示技术》可作为相关专业领域的研究开发人员、技术人员的参考用书，亦可供
大学相关专业高年级学生及研究生参考。
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